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近年、高周波技術の進展に伴い、GHz帯の高周波領域における計測技術が求められている。
高周波磁界の計測方法として、磁気光学(MO)イメージングが注目されているが、GHzまで応
答可能な MO材料の開発が必要である。そのような高周波磁界計測用 MO材料として、我々
は高濃度 Bi置換ガーネットを開発している。今回は、Nd2.5BiFe5O12 (Bi2.5:NIG)薄膜によって測
定した MO信号の周波数依存性について報告する。 

Bi2.5:NIG薄膜は、有機金属分解法(MOD)法を用いて、Gd3Gd5O12 (GGG) (111)、GGG (100)およ
びガラス基板（コーニング、イーグル XG）上に作製された[1,2]。ガラス基板の場合のみ、90 nm
の厚さの Nd2BiFe4GaO12 (Bi1:NIGG)薄膜をバッファー層として用いた。GGGおよびガラス基板上
の基板の Bi2.5:NIG の膜厚は、それぞれ約 450 nm、150 nm とした。高周波特性の評価は、FMR
測定及びパルスレーザを用いた測定[3]により行
った。また、磁気異方性の評価はトルク測定に

よって行った。 
作製した試料の FMR 測定により求めたゼロ

磁界での磁気共鳴周波数 fres と有効磁気異方性

定数 Keff [1,2]を Table 1に示す。また、6 GHzま
での高周波磁界に対する MO 信号の測定結果を
Fig. 1に示す。Fig. 1の結果から、MO信号は、
周波数の増加に伴ってピークを示した後、減衰

しいくが、６GHzの周波数においても MO信号
を検出可能であった。観察されたピーク位置は、

FMR 測定から求めた fresの値とほぼ一致した。

また、GGG (100)基板の場合、GGG (111)基板の
場合に比べて良好な高周波特性を示すことがわ

かった。さらに、GGG (100)に比べてガラス基板
を用いた時の方が、面内方向の磁気異方性が小

さいにもかかわらず高い共鳴周波数を有し、高

周波側で良い特性を示した。 
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Table 1. Magnetic resonant frequency estimated 
from FMR measurement and effective magnetic 
anisotropy Keff in Nd0.5Bi2.5Fe5O12 thin films. 

Sample fres (GHz) Keff (erg/cc) 

on GGG(111) 0.7 -0.5 × 104 

on GGG(100) 1.5 -4.9 × 104 

on glass 2.3 -3.3 × 104 

 

 
Fig. 1. Frequency dependence of MO signals 
measured in Nd0.5Bi2.5Fe5O12 thin films. 
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